
Ⅰ. 서론

1. 개요

본 분석보고서는 N T분야특허분석보고서에서소개된내

용 중에서미국특허를 중심으로 한국의특허활동이 활발한

나노소자와나노소재분야의세부기술분야와국가별특허활

동이활발한기업과공공기관의세부기술분야에대해서다

루기로한다.

기술분류체계는 나노기술종합발전계획상의 나노기술 분

류체계를기반으로하여나노기술전문가그룹1 )의 자문을통

해결정한것이며, 총1 5개세부기술분류를나노소자, 나노소

재, 나노바이오·보건, 나노기반·공정분야로구분하였다.

Ⅱ. 나노소자

1. 나노전자소자

1) 연도별특허동향

나노전자소자기술의미국특허는 ' 9 8년 이후부터급증하고

있다. 이는 ' 9 8년 이후미국, 일본의미국특허급증과함께대

만, 한국, 독일등여타국가의미국특허가동반상승했기때문

이다.

2) 특허점유율

주요국가로는미국( 1 , 7 8 8건, 60.1%)과 일본( 7 7 4건, 26%)

으로나노전자소자기술특허점유율의약8 6 %를장악하고있

다. 특히한국은N T분야전체에서다등록7위국가이지만, 나

노전자소자기술에서는다등록 4위국가로주요경쟁국에비

해특허활동이활발함을반영하고있다.

특허정보전략팀
류장환

N T분야세부기술별
특허동향분석

1) 특허청의N T관련기술분야심사관2인과N T분야산·학·연전문가8인으로구성

<표1. 15개세부기술분류체계> 

나노소자 나노소재 나노바이오ㆍ보건 나노기반ㆍ공정

•나노전자소자

•나노정보저장

•나노광소자

•나노분말소재

•고기능성소재

•전자응용소재

•촉매ㆍ기공소재

•환경ㆍ에너지소재

•나노바이오물질제조

• 의약ㆍ약물전달시스템

•분석ㆍ진단ㆍ치료

•나노측정ㆍ조작기술

•나노물리ㆍ화학공정

•나노패터닝공정

•나노전산모사

<그림1. 나노전자소자기술연도별특허동향> 

<그림2. 나노전자소자기술국가별점유율> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임
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3) 특허활동지수

' 9 1 ~ 2 0 0 3년 동안나노전자소자기술에서특허활동이가장

활발한국가는특허활동지수가 평균( 1 )이상인싱가포르, 대

만, 한국, 일본등의아시아국가들로나타났다. 특히, 싱가포

르의경우전체특허건수( 3 9건) 대비나노전자소자기술( 1 8건)이

차지하는비율이약 4 6 %로중점연구분야인것으로조사되었다.

4) 기술영향력

나노전자소자기술에서기술영향력이높은국가로는영국,

이스라엘, 미국으로나타났으며, 특히영국의경우특허점유

율(0.7%) 및특허활동지수( 0 . 6 )는 비교대상국보다낮지만기

술영향력부문에서는미국, 일본보다앞서고있음을알수있

었다. 이는영국의Cambridge Research & Instrumentation사

와 Cambridge Display Technology사등에서우수한특허를

보유하고있기때문으로조사되었다.

5) 기술력순위

본분석은국가별특허건수총합이1 0건이상인국가를선

정해서 Nanotechnology Strength Indicator: International

Rankings Based on US Patents(Dora Marinova2 )와 M i c h a e l

M c A l e e r3 )가주요국가별나노기술특허분석을위하여사용)

논문을 이용하여 분석을 실시하였다. 상기 논문에서는 특히

TS(Technological Specialization), PS(Patent Share),

CR(Citation Rate), RAP(Rate of Assigned Patents)의4개 지

표를이용하여나노기술력을상대적으로평가하고있으며, 4

개의지표에서구한값을통해서국가별순위를작성하고이

를 비교하여상대적인나노기술력을평가하는분석방법을

제시하고있다.

국가별 특화기술을 측정하는데 사용되는 T S( T e c h n o l o g i c a l

S p e c i a l i z a t i o n )지수4 )에서는싱가포르( 3 . 4 2 )가 상위 국가로 나

타났고, 국가별 기술 분야에 대한 질적 지표로 사용되는

CR(Citation Rate)지수에서는영국( 1 6 . 8 5 )이 상위 국가로 조

사되었으나, 한국( 1 . 6 5 )은 선정국가중최하위를차지하였다.

국가별기술분야에대해서양도된특허5 )의상업적이용을파

악하는지표로사용되는 RAP(Rate Of Assigned Patent)지수

에서핀란드( 1 . 1 8 )가상위국가로나타났다.

<그림3. 나노전자소자기술의특허활동지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<그림4. 나노전자소자기술의기술영향력지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

2) 호주Murdoch 대학의ISTP(Institute for Sustainability and Technology Policy; 1988년사회전분야의이익을위하여과학과기술의영향및역할의원활한이해를

돕고자하는취지에서설립) 교수, http://wwwistp.murdoch.edu.au/

3) 호주Western 대학경제학부교수, http://www.econs.ecel.uwa.edu.au/economics/Default.htm

4) 해당기술분야에대한해당국가의특화정도를살펴보기위한지표

5) 양도된특허란발명자(개인)에의해등록된특허가기업에게이전된특허를말하는것으로상업화를목적으로기업에서양수했다는것을의미하며이에양도된

특허는실질적인상업성을나타낸다고할수있음.「Firestone 1971」

<그림5. 특허통계분석을통한나노기술력지표> 

<표2. 싱가포르의세부기술분야별특허건수> 

국적
나노전

자소자

나노정

보저장

나노분

말소재

고기능

소재

촉매·

기공소재

나노측정

조작기술

나노물리

화학공정

나노패터

닝공정

나노전

산모사
합 계

싱가포르 1 8 2 2 4 1 8 1 2 1 3 9
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2. 나노정보저장소자

1) 연도별특허동향

나노정보저장소자기술은최근 2 0 0 3년 미국특허건수가전

년도와대비하여급증하는추세를보이고있다. 이는미국과

일본기업의특허등록이 2 0 0 2년 대비 약 2배정도급증했기

때문이며, 특히 주요 특허권자로 미국의 IBM, Micron

Technology, Seagate Technology사와일본의T D K사로조사

되었다.

2) 특허점유율

일본의특허점유율이 3 5 % ( 4 4 0건)로 미국(55.8%, 702건)

을 제외하고가장많은특허등록이이루어지고있는국가이

다. 다음으로독일( 2 3건), 이탈리아( 2 1건), 대만( 2 0건), 프랑스

( 1 4건) 등의순서이고한국은1 3건으로약 1 %대의점유율을

보이고있다. 한국은N T분야전체에서다등록7위국가로나

노정보저장기술에서도동일한순위를기록하였다.

3) 특허활동지수

' 9 1 ~ 2 0 0 3년 동안 나노정보저장소자기술에서 특허활동이

가장활발한국가는특허활동지수가평균( 1 )이상인이탈리아,

일본, 대만, 호주, 한국등으로조사되었으며, 이탈리아의경

우 SGS-Thomson Microelectronics와 S T M i c r o e l e c t r o n i c s사의

특허활동이상대적으로활발하기때문인것으로나타났다.

4) 기술영향력

나노정보저장소자기술의기술영향력지수는미국이1 . 2 5로

가장 높게 나타났다. 특히 미국의대표기업인 IBM, Micron

T e c h n o l o g y사에서우수특허를보유하고있는것으로분석되

었다. 이에반해특허활동지수가높게나타난이탈리아, 일본,

호주, 한국은양적성장은활발하나질적인측면에서는미흡

한것으로조사되었다.

<표3. 나노전자소자기술의기술력지표> 

국가
건수총합

( r a n k )

T S

( r a n k )

P S

( r a n k )

C R

( r a n k )

R A P

( r a n k )

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<그림6. 나노정보저장소자기술의특허동향> 

<그림7. 나노정보저장소자기술의국가별점유율> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<그림8. 나노정보저장소자기술의특허활동지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

미국

일본

대만

한국

독일

프랑스

캐나다

영국

싱가포르

이탈리아

핀란드

이스라엘

네덜란드

1,788  (1)

774  (2)

83  (3)

63  (4)

59  (5)

54  (6)

26  (7)

20  (8)

18  (9)

16 (10)

13 (11)

13 (12)

13 (13)

60.1%  (1)

26.0%  (2)

2.8%  (3)

2.1%  (4)

2.0%  (5)

1.8%  (6)

0.9%  (7)

0.7%  (8)

0.6%  (9)

0.5% (10)

0.4% (11)

0.4% (12)

0.4% (13)

0.87  (8)

1.83  (5)

3.02  (2)

2.15  (4)

0.60 (10)

0.48 (13)

0.56 (12)

0.63  (9)

3.42  (1)

1.00  (6)

2.47  (3)

0.92  (7)

0.60 (11) 

7.45  (4)

5.20  (8)

5.46  (7)

1.65 (13)

4.37 (10)

6.11  (6)

4.62  (9)

16.85  (1)

2.78 (12)

6.56  (5)

8.46  (3)

11.08  (2)

4.00 (11)

1.01  (7)

1.02  (6)

1.02  (5)

1.03  (4)

1.11  (2)

0.89  (9)

0.96  (8)

0.50 (13)

1.06  (3)

0.80 (11)

1.18  (1)

0.87 (10)

0.65 (12)
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5) 기술력순위

본분석은국가별특허건수총합이1 0건이상인국가를선

정해서 분석을실시하였다. 국가별 특화기술을 측정하는데

사용되는TS(Technological specialization)지수에서는이탈리

아( 3 . 1 )가상위국가로나타났다. 국가별기술분야에대한질

적지표로사용되는CR(Citation Rate)지수에서는미국( 7 . 9 8 )

이 상위 국가로나타났고, 한국 C R지수가 1 . 3 8로 선정국가

중최하위를차지하였으며, 인접국인대만( 6 . 1 )과 비교해서도

많은격차를보이고있다. 국가별기술분야에대해서양도된

특허의상업적이용을파악하는지표로사용되는 R A P ( R a t e

Of Assigned Patent)지수에서는독일( 1 . 4 4 )이 상위국가로조

사되었다.

3. 나노광소자

1) 연도별특허동향

나노광소자기술은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년까지매년꾸준한증가세를

나타내고있다. 특히, 2003년에미국, 일본을비롯한프랑스,

독일, 한국, 캐나다등 여타국가의특허등록이동반상승하고

있기때문인것으로조사되었다.

2) 특허점유율

주요 국가로는 미국( 1 , 7 2 4건, 65.8%)을 제외하고 일본

2 1 . 7 % ( 5 6 8건), 프랑스 2 . 2 % ( 5 8건), 독일 2 . 1 % ( 5 6건) 순으로

나타났으며, 한국은 N T분야 전체에서 다등록 7위 국가이지

만나노광소자기술에서는다등록5위를기록하였다.

3) 특허활동지수

9 1 ~ 2 0 0 3년 동안나노광소자기술에서특허활동이가장활

발한국가는특허활동지수가 평균( 1 )이상인 한국, 이스라엘,

일본, 영국으로나타났다. 반면, 나노전자소자및나노정보저

장소자기술에서의 특허활동이 활발한대만은나노광소자기

술에서는특허활동이미진한것으로조사되었다.

<그림9. 나노정보저장소자기술의기술영향력지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<표4. 나노정보저장소자기술의기술력지표> 

국가
건수총합

( r a n k )

T S

( r a n k )

P S

( r a n k )

C R

( r a n k )

R A P

( r a n k )

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<그림10. 나노광소자기술특허동향> 

<그림11. 나노광소자기술의국가별특허점유율> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

미국

일본

독일

이탈리아

대만

프랑스

한국

702 (1)

440 (2)

23 (3)

21 (4)

20 (5)

14 (6)

13 (7)

0.81 (5)

2.46 (2)

0.56 (6)

3.1 (1)

1.72 (3)

0.29 (7)

1.05 (4)

55.8% (1)

35.0% (2)

1.8% (3)

1.7% (4)

1.6% (5)

1.1% (6)

1.0% (7)

7.98 (1)

4.73 (3)

2.87 (5)

2.95 (4)

6.10 (2)

2.79 (6)

1.38 (7) 

1.02 (3)

0.98 (6)

1.44 (1)  

1.00 (4)

1.05 (2) 

0.82 (7)

1.00 (5)
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Ⅲ. 나노소재

1. 나노분말소재

1) 연도별특허동향

나노분말소재기술은매년꾸준한증가세를나타내고있다.

특허등록 국가수가 ' 9 6년 이전 1 8개국에서 ' 9 6년 이후 1 4개

국으로증가하고 2 0 0 3년까지 다시 3 3개국으로 늘어나나노

분말소재에대한연구개발이매년확대되고있음을반영한다

할수있다. 특히, 미국, 일본, 독일의특허등록이매년꾸준한

증가세를유지하고있는것으로조사되었다.

4) 기술영향력

나노광소자기술에서는미국만기술영향력지수가1 이상으

로 여타국가에비해기술영향력이가장높은것으로분석되

었다. 이는미국의Transitions Optical, 3M, Xerox사에서우수

특허를 보유하고있기 때문이었다. 이에 반해 특허활동지수

가 1 이상으로 특허활동이활발한것으로나타난 한국, 이스라

엘, 일본, 영국의경우기술영향력은미흡한것으로조사되었다.

5) 기술력순위

본분석은국가별특허건수총합이1 0건이상인국가를선

정해서분석을실시하였다. 국가별 특화기술을 측정하는데

사용되는 TS(Technological specialization)지수에서는한국

( 1 . 7 4 )이 상위국가로나타나나노광소자기술이한국의특화

기술로분석되었다. 국가별기술분야에대한질적지표로사

용되는CR(Citation Rate)지수에서는미국( 7 . 3 6 )이 상위국가

로파악되었으며, 한국은C R지수가3 . 2 4로 선정국가중 9위

를차지하였다. 국가별기술분야에대해서양도된특허의상

업적 이용을 파악하는 지표로 사용되는 RAP(Rate Of

Assigned Patent)지수에서는 이탈리아( 1 . 8 3 )가 상위 국가로

조사되었다.

<그림13. 나노광소자기술의기술영향력지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<그림14. 나노분말소재기술연도별특허동향> 

<표5. 나노전자소자기술의기술력지표> 

국가
건수총합

( r a n k )

T S

( r a n k )

P S

( r a n k )

C R

( r a n k )

R A P

( r a n k )

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

미국

일본

프랑스

독일

한국

캐나다

영국

이스라엘

네덜란드

대만

스위스

이탈리아

1,724  (1)

568  (2)

58  (3)

56  (4)

45  (5)

31  (6)

30  (7)

21  (8)

17  (9)

17 (10)

16 (11)

11 (12)

65.8%  (1)

21.7%  (2)

2.2%  (3)

2.1%  (4)

1.7%  (5)

1.2%  (6)

1.1%  (7)

0.8%  (8)

0.6%  (9)

0.6% (10)

0.6% (11)

0.4% (12)

0.95  (5)

1.52  (3)

0.51 (12)

0.65 (11)

1.74  (1)

0.75  (9)

1.07  (4)

1.68  (2)

0.89  (6)

0.70 (10)

0.87  (7)

0.78  (8)

7.36  (1)

5.01  (5)

5.05  (4)

3.95  (8)

3.24  (9)

4.90  (6)

5.23  (3)

1.48 (12)

2.76 (11)

3.24 (10)

4.75  (7)

5.82  (2)

1.04  (4)

1.03  (5)

0.94  (7)

0.76  (9)

1.05  (3)

0.74 (11)

0.45 (12)

0.75 (10)

1.06  (2)

1.00  (6)

0.76  (8)

1.83  (1)

<그림12. 나노광소자기술의국가별특허활동지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<표6. 나노분말소재기술의주요3국별시계열적동향> 

국적 1 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 3 합계

미국

일본

독일

5 4

3

1

4 1

1

2

4 9

6

2

7 9

3

3

5 4

4

2

8 9

6

7

8 0

8

7

8 8

1 0

5

1 2 2

1 9

1 0

1 2 6

9

1 3

1 4 5

2 5

9

1 7 4

2 5

1 6

2 0 8

3 2

2 0

1 , 3 0 9

1 5 1

9 7
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2) 특허점유율

나노분말소재기술의 특허점유율에 있어서 미국이

7 1 . 6 % ( 1 , 3 0 9건)로 가장 많은 특허점유율을 보이고있으며,

나노소자분야와달리일본을비롯한독일 5 . 3 % ( 9 7건), 프랑

스 4 . 6 % ( 8 4건), 영국 1 . 4 % ( 2 6건) 특허점유율의총합이전체

의약 2 0 %에불과한것으로조사되었다. 이는미국의나노분

말소재기술연구개발비중이나노소자분야보다높게형성되

어있음을의미한다. 한국은N T분야전체에서다등록7위국

가이지만, 나노분말소재기술에서는이보다낮은다등록9위

를기록하였다.

3) 특허활동지수

' 9 1 ~ 2 0 0 3년 동안 나노분말소재기술에서는 이탈리아, 독

일, 네덜란드, 영국, 프랑스, 스위스, 미국의특허활동지수가

평균( 1 )이상으로 특허활동이 매우 활발한국가로 나타난반

면, 한국과일본은나노분말소재분야의특허활동이비교대

상국중에서다소부진한것으로조사되었다.

4) 기술영향력

영국은 특허활동지수(1.3) 및 기술영향력지수( 1 . 2 4 )에서도

높게나타나고있으며, 이는양적성장과함께질적인성장도

함께이루어지고있음을반영한다하겠다. 특히, 영국의경우

Cambridge Display Technology사와 Imperial Chemical

I n d u s t r i e s사에서우수특허를보유하고있는것으로조사되었

다. 또한미국역시특허활동지수가평균( 1 )이상인국가로나

타나고있으며기술영향력지수에서도 1 . 1 6으로양적인성장

뿐만아니라질적인성장도동시에이루어지고있음을알수

있었다. 미국의질적향상을이끄는주체는Rohm and Haas,

AMCOL International, Dow Chemical사등으로조사되었다.

5) 기술력순위

본분석은국가별특허건수총합이1 0건이상인국가를선

정해서분석을실시하였다. 국가별 특화기술을 측정하는데

사용되는 TS(Technological specialization)지수에서는이탈리

아( 1 . 9 3 )가 상위 국가로나타났다. 국가별 기술분야에대한

질적 지표로 사용되는 CR(Citation Rate)지수에서는 미국

( 5 . 7 7 )이상위국가로나타났으나, 한국은C R지수가1 . 2 0으로

선정국가 중 8위를차지하였다. 국가별 기술분야에 대해서

양도된 특허의 상업적 이용을 파악하는 지표로 사용되는

RAP(Rate Of Assigned Patent)지수에서는스위스( 1 . 4 0 )가 상

위국가로파악되었다.

<그림15. 나노분말소재기술의주요국가별특허점유율> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<그림16. 나노분말소재기술의특허활동지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<그림17. 나노분말소재기술의기술영향력지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<표7. 나노분말소재기술의기술력지표> 

국가
건수총합

( r a n k )

T S

( r a n k )

P S

( r a n k )

C R

( r a n k )

R A P

( r a n k )

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

미국

일본

독일

프랑스

영국

캐나다

네덜란드

이탈리아

한국

스위스

대만

1,309  (1)

151  (2)

97  (3)

84  (4)

26  (5)

23  (6)

19  (7)

19  (8)

15  (9)

14 (10)

13 (11)

71.6%  (1)

8.3%  (2)

5.3%  (3)

4.6%  (4)

1.4%  (5)

1.3%  (6)

1.0%  (7)

1.0%  (8)

0.8%  (9)

0.8% (10)

0.7% (11)

1.04  (7)

0.58 (11)

1.61  (2)

1.21  (5)

1.34  (4)

0.8  (9)

1.43  (3)

1.93  (1)

0.83  (8)

1.09  (6)

0.77 (10)

5.42  (2)

2.68  (6)

2.97  (4)

2.49  (7)

5.77  (1)

3.26  (3)

2.79  (5)

0.89 (10)

1.20  (8)

1.14  (9)

0.54 (11)

1.03  (4)

1.03  (5)

0.90  (8)

1.12  (2)

1.08  (3)

0.47 (11)

0.79 (10)

0.95  (6)

0.88  (9)

1.40  (1)

0.93  (7)

K O R E A  I N S T I T U T E  O F  P A T E N T  I N F O R M A T I O N기 획

26 Patent 21



2. 나노구조용6 )소재

1) 연도별특허동향

나노구조용소재기술은' 9 9년을전후로특허등록증가세가

뚜렷해지고있으며이는 ' 9 9년을전후하여한국을비롯한일

본, 독일, 프랑스, 캐나다, 영국, 스위스, 네덜란드등의특허등

록이동반상승했기때문으로조사되었다

2) 특허점유율

국가별특허점유율에있어서미국이7 3 . 6 % ( 3 , 9 3 6건)로여

타국가와비교해서높은점유율을나타내고있으며, 한국은

특허점유율이 0 . 6 % ( 3 4건)로 나노소자분야(1.8%, 121건)에

비해저조한특허점유율을나타내고있다.

3) 특허활동지수

' 9 1 ~ 2 0 0 3년 동안특허활동지수가평균( 1 )이상으로특허활

동이활발한국가는호주, 스위스, 독일, 영국, 미국으로나타

났다. 특히, 호주의경우는Silverbrook Research사의고기능

소재관련기술에서특허활동이활발하기때문인것으로조사

되었다. 반면, 캐나다, 일본, 프랑스, 한국은나노구조용소재

기술분야의특허활동이미진한것으로분석되었다.

4) 기술영향력

미국은 기술영향력지수가 1 . 1 6으로 여타국가와 비교하여

기술적우위를선점하고있다. 특히, 미국은특허활동지수에

서도평균( 1 )이상인국가로서나노구조용소재기술에서양적

성장뿐만아니라질적인수준도높은국가로판명되었다. 미

국의대기업인Xerox, 3M, Dow Chemical, Eastman Kodak사

등이양적성장과함께질적수준을향상시키고있는것으로

조사되었다.

6) 나노구조용소재기술은나노소재분야중에서고기능소재, 전자응용소재, 촉매·기공소재, 환경·에너지소재기술을총칭하는것임.「서상희(프론티어나노소재사

업단장) 2004」

<그림18. 나노구조용소재기술의연도별동향> 

<그림19. 나노구조용소재기술의국가별점유율> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<그림20. 나노구조용소재기술의특허활동지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<표8. 나노구조용소재기술의주요국가별시계열동향> 

국적 1 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 3합계

일본

독일

프랑스

캐나다

영국

스위스

네덜란드

1 0

9

7

-

5

3

1

2 1

4

5

2

6

3

3

1 7

2

7

2

2

2

-

1 9

4

6

2

2

1

2

2 5

8

9

2

2

3

2

3 2

1 1

9

9

-

4

2

4 0

5

6

8

4

1

-

3 8

1 2

9

5

5

3

1

4 6

1 1

1 2

5

4

6

3

7 4

2 8

1 4

1 1

7

7

4

7 2

2 4

2 8

1 1

6

4

2

9 0

4 0

2 2

1 1

9

5

8

9 1

4 1

1 9

1 1

1 2

5

1 3

5 7 5

1 9 9

1 5 3

7 9

6 4

4 7

4 1

<그림21. 나노구조용소재기술의기술영향력지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임
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2) 특허점유율

미국이 나노측정·조작기술에서 차지하는 점유율이

7 6 . 3 % ( 1 , 7 1 4건)로 여타국가에 비해 압도적인 특허점유율을

보이고 있다. 한국은 전체특허점유율이 0 . 5 % ( 1 1건)에 불과

하였으며, NT분야 전체에서 다등록 7위 국가이지만 나노측

정·조작기술에서는다등록1 0위국가로조사되었다.

3) 특허활동지수

' 9 1 ~ 2 0 0 3년 동안나노측정·조작기술에서이스라엘, 미국,

스위스, 캐나다, 영국은 특허활동지수가 평균( 1 )이상으로서

특허활동이매우활발한국가로나타났다. 반면, 한국( 0 . 5 )과

프랑스( 0 . 3 8 )는 특허활동지수가평균(1) 이하로나노측정·조

작기술의특허활동이부진한국가로조사되었다.

5) 기술력순위

본분석은국가별특허건수총합이1 0건이상인국가를선

정해서 분석을실시하였다. 국가별 특화기술을 측정하는데

사용되는TS(Technological specialization)지수에서는덴마크

( 1 . 4 8 )가 상위국가로나타났다. 국가별기술분야에대한질

적지표로사용되는CR(Citation Rate)지수에서는미국( 6 . 6 4 )

이 상위국가로나타났으며, 한국은C R지수가1 . 1 5로선정국

가중 1 6위를차지하였다. 국가별기술분야에대해서양도된

특허의상업적이용을파악하는지표로사용되는 R A P ( R a t e

Of Assigned Patent)지수에서는아일랜드( 1 . 5 7 )가 상위국가

로나타났다.

Ⅳ. 나노기반·공정

1. 나노측정·조작

1) 연도별특허동향

나노측정·조작기술은 매해 점진적으로 증가세를 보이고

있고, 미국, 일본을비롯한독일, 캐나다, 스위스등의특허등

록이동반상승했기때문으로분석되었다.

<그림22. 나노측정·조작기술의연도별동향> 

<표9. 나노구조용소재기술의기술력지표> 

국가
건수총합

( r a n k )

T S

( r a n k )

P S

( r a n k )

C R

( r a n k )

R A P

( r a n k )

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

미국

일본

독일

프랑스

캐나다

영국

스위스

네덜란드

한국

호주

스웨덴

이스라엘

대만

이탈리아

덴마크

벨기에

아일랜드

3,936  (1)

575  (2)

199  (3)

153  (4)

79  (5)

64  (6)

47  (7)

41  (8)

34  (9)

27 (10)

26 (11)

23 (12)

17 (13)

17 (14)

14 (15)

12 (16)

11 (17)

73.6%  (1)

10.8%  (2)

3.7%  (3)

2.9%  (4)

1.5%  (5)

1.2%  (6)

0.9%  (7)

0.8%  (8)

0.6%  (9)

0.5% (10)

0.5% (11)

0.4% (12)

0.3% (13)

0.3% (14)

0.3% (15)

0.2% (16)

0.2% (17)

1.07  (8)

0.76 (13)

1.13  (6)

0.75 (14)

0.94 (11)

1.12  (7)

1.25  (5)

1.06  (9)

0.65 (15)

1.39  (2)

1.32  (3)

0.90 (12)

0.34 (17)

0.59 (16)

1.48  (1)

0.97 (10)

1.26  (4)

6.64  (1)

3.21 (10)

2.27 (14)

4.06  (6)

4.33  (4)

3.08 (12)

5.49  (2)

3.34  (8)

1.15 (16)

4.63  (3)

3.23  (9)

2.30 (13)

3.76  (7)

0.88 (17) 

3.14 (11)

1.50 (15)

4.09  (5)

1.09  (4)

0.99  (9)

0.95 (10)

0.87 (11)

0.24 (17)

0.74 (14)

1.02  (6)

1.14  (2)

1.10  (3)

0.84 (13)

1.08  (5)

1.00  (7)

0.85 (12)

0.74 (15)

1.00  (8)

0.48 (16)

1.57  (1)  

<그림23. 나노측정·조작기술의주요국가별점유율> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임
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4) 기술영향력

나노측정·조작기술에서미국을제외한다른 국가들의기

술영향력은모두평균( 1 )보다낮게형성되고있었다. 특히, 한

국은주요비교대상국가중에서가장낮게나타났다. 프랑스

의 경우 <그림 2 9 >에서처럼 특허활동지수는미미하지만기

술영향력에있어서는미국다음으로나타나고 있으며, 이는

Societe de Production et de Recherches Appliquees사와

Commissariat a l 'Energie Atomique기관에서우수특허를보

유하고있기때문인것으로조사되었다.

5) 기술력순위

본분석은국가별특허건수총합이1 0건이상인국가를선

정해서분석을실시하였다. 국가별 특화기술을 측정하는데

사용되는TS(Technological specialization)지수에서는이스라

엘( 1 . 3 2 )이 상위 국가로나타났고, 국가별 기술분야에대한

질적 지표로 사용되는 CR(Citation Rate)지수에서는 미국

( 7 . 4 7 )이 상위국가로나타났다. 한국은 C R지수가1 . 5 5로 선

정국가중최하위를차지하였다. 국가별기술분야에대해서

양도된 특허의 상업적 이용을 파악하는 지표로 사용되는

RAP(Rate Of Assigned Patent)지수에서한국( 1 . 1 0 )이상위국

가로조사되었다.

2. 나노물리·화학공정

1) 연도별특허동향

나노물리·화학공정기술은 ' 9 4년부터 꾸준한 특허등록 증

가세를유지하고있다. 특히, '94년이후미국을포함한일본,

프랑스, 독일의특허등록이증가했기때문이다.

2) 특허점유율

나노물리·화학공정기술의주요출원국가는미국6 7 . 3 %

( 6 8 2건), 일본1 1 . 9 % ( 1 2 1건), 프랑스5 % ( 5 1건), 독일4 . 9 % ( 5 0

건) 순으로나타났으며, 한국은8건의특허등록이이루어지고

있고전체특허점유율의0 . 8 %를차지하였다.

<그림25. 나노측정·조작기술의주요국가별기술영향력지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<표10. 나노측정·조작기술의기술력지표> 

국가
건수총합

( r a n k )

T S

( r a n k )

P S

( r a n k )

C R

( r a n k )

R A P

( r a n k )

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

미국

일본

독일

캐나다

프랑스

영국

대만

스위스

이스라엘

한국

1,714  (1)

241  (2)

66  (3)

37  (4)

32  (5)

24  (6)

19  (7)

17  (8)

14  (9)

11 (10)

76.8%  (1)

10.8%  (2)

3.0%  (3)

1.7%  (4)

1.4%  (5)

1.1%  (6)

0.9%  (7)

0.8%  (8)

0.6%  (9)

0.5% (10)

1.11  (2)

0.76  (8)

0.9  (7)

1.05  (4)

0.38 (10)

1.01  (5)

0.92  (6)

1.08  (3)

1.32  (1)

0.50  (9)

7.47  (1)

4.27  (3)

2.53  (8)

4.22  (4)

4.44  (2)

3.13  (7)

1.89  (9)

3.82  (5)

3.50  (6)

1.55 (10) 

1.02  (4)

1.03  (3)

0.88  (8)

0.88  (7)

0.89  (6)

0.73 (10)

1.06  (2)

0.89  (5)

0.74  (9)

1.10  (1)  

<그림26. 나노물리·화학공정기술의연도별동향> 

<그림24. 나노측정·조작기술의주요국가별특허활동지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임
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3) 특허활동지수

' 9 1 ~ 2 0 0 3년 동안 나노물리·화학공정기술의특허활동이

활발한국가는영국, 독일, 프랑스, 캐나다로 평균( 1 )이상을

상회하고있다. 룩셈부르그의경우전체특허등록1 9건중나

노물리·화학공정기술의 특허등록수가 9건으로 특허활동지

수가 1 0 . 3으로높게나타났다. 아시아국가인한국, 일본, 대

만은특허활동이저조한기술분야로조사되었다.

4) 기술영향력

나노물리·화학공정기술에서기술영향력이높은국가로는

기술영향력지수가 평균(1) 이상인 캐나다, 미국으로 나타났

다. 특히, 캐나다의경우개인부문에서 Ellul; Joseph P. 발명

자와Westaim Technologies사에서피인용횟수가많은우수

특허를보유하고 있기때문인것으로 조사되었다. 룩셈부르

그의경우특허활동지수는 1 0 . 3으로특허활동이활발하지만기

술력에있어서는캐나다와미국보다낮음을알수있었다.

5) 기술력순위

본분석은국가별특허건수총합이1 0건이상되는국가를

선정해서분석을실시하였다. 단, 한국의경우특허건수는 8

건에그쳤으나분석대상포함하였다.  국가별특화기술을측

정하는데사용되는TS(Technological specialization)지수에서

는 영국( 2 . 0 4 )이 상위 국가로 나타났다. 국가별 기술 분야에

대한질적지표로사용되는 CR(Citation Rate)지수에서는캐

나다( 6 . 3 8 )가 상위 국가로나타났고, 한국( 1 . 8 8 )은 선정국가

중최하위를차지하였다. 국가별기술분야에대해서양도된

특허의상업적이용을파악하는지표로사용되는 R A P ( R a t e

Of Assigned Patent)지수에서는미국( 1 . 0 4 )이 상위국가로조

사되었다.

Ⅴ. 주요특허권자의세부기술별동향

1. 연구주체별세부기술별동향

연구주체를세부기술별로특허활동패턴을살펴보면기업

<그림27. 나노물리·화학공정기술의국가별특허점유율> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<그림28. 나노물리·화학공정기술의국가별특허활동지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<그림29. 나노물리·화학공정기술의기술영향력지수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<표11. 나노물리·화학공정기술의기술력지표> 

국가
건수총합

( r a n k )

T S

( r a n k )

P S

( r a n k )

C R

( r a n k )

R A P

( r a n k )

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

미국

일본

프랑스

독일

영국

캐나다

한국

682 (1)

121 (2)

51 (3)

50 (4)

22 (5)

16 (6)

8 (7)

67.3% (1)

11.9% (2)

5.0% (3)

4.9% (4)

2.2% (5)

1.6% (6)

0.8% (7)

0.97 (5)

0.84 (6)

1.32 (3)

1.5 (2)

2.04 (1)

1 (4)

0.80 (7)

5.36 (2)

3.17 (4)

2.80 (5)

2.58 (6)

3.32 (3) 

6.38 (1)

1.88 (7)

1.04 (1)

0.98 (3) 

0.96 (4) 

0.93 (5) 

0.79 (6)

0.67 (7)

1.00 (2)
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2) 공공기관의세부기술별특허활동

미국과 영국의공공기관은 나노광소자기술에 특허활동이

활발하며, 일본과네덜란드의공공기관은나노분말소재기술

의 특허활동이활발하였다. 한국과 프랑스의경우 나노전자

소자기술에특허활동이활발한것으로나타났다. 하지만, 주

요 국가별공공기관에서모두연구개발이진행되고있는기

술분야는고기능소재로조사되었다.

은 나노전자소자기술, 공공기관과 대학은나노측정·조작기

술, 개인은 고기능소재기술에특허활동이활발한것으로조

사되었다. 특히기업은나노전자소자기술을중심으로나노광

소자, 고기능소재기술에 특허활동을 집중하고 있다. 기업과

공공기관은 나노전자소자와 나노광소자기술에 공통적으로

특허활동이활발한것으로나타났다. 대학은 여타주체와달

리분석·진단·치료기술과의약·약물전달시스템기술에관련

된 나노바이오·보건분야의 특허활동이 활발한 것으로조사

되었다. 개인은분석·진단·치료기술과고기능소재기술의특

허활동이활발한것으로나타났다.

2. 주요국가별최다등록특허권자세부기술별동향

1) 기업의세부기술별특허활동

IBM, NEC, 삼성전자, Taiwan Semiconductor Manufacturing,

P h i l i p사는 나노전자소자기술에 특허활동이 활발하였다. 이

는 주요국가별선두기업이 I T분야 업체이기때문에 I T분야

와관련이높은나노전자소자기술에연구개발을집중하는것

으로 분석되었다. 한국의 삼성전자와 대만의 T a i w a n

Semiconductor Manufacturing사를비교해보면, 나노전자소

자기술이외다른기술에서는삼성전자의경우나노광소자기

술에주안을두고있으며Taiwan SemiconductorM a n u f a c t u r i n g

사는나노패터닝기술에집중하고있었다.

나노바이오·보건분야에서는프랑스의L ' O r e a l사와캐나다

의Hyal Pharmaceutical사가나노바이오·보건물질기술과의

약·약물전달시스템기술에서특허활동이활발하게진행되는

것으로나타났다.

<그림30. 연구주체별세부기술별특허점유율> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

<표12. 주요국가별최다등록특허권자세부기술별동향> 

국적 미국 일본 프랑스 독일 캐나다 영국 한국 대만 네덜란드 이탈리아

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

나노전자소자

나노정보저장

나노광소자

나노분말소재

고기능소재

전자응용소재

촉매·기공소재

환경·에너지소재

나노바이오·보건물질

의약·약물전달시스템

분석·진단·치료

나노측정·조작기술

나노물리·화학공정

나노패터닝공정

나노전산모사

합계

1 7 4

1 5 5

5 6

2 0

4 8

3 0

1 0

1

1

-

6

7 1

1 3

2 8

2 9

6 4 2

2 1 5

6 4

7 1

8

1 3

1 6

7

-

-

-

-

1 3

5

6

1 5

4 3 3

-

-

-

1 1

8

-

1

-

1 9 0

2 1

1

-

5

-

-

2 3 7

-

-

4

1 7

8

3

1 2

-

-

1

-

-

1

-

-

4 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 9

-

-

-

-

-

2 9

-

-

2

-

2

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

8

2 5

7

1 4

-

1

1

-

-

-

-

-

2

1

1

3

5 5

3 3

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

-

1 6

2

5 7

8

-

3

-

3

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1 7

8

1 4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2 4

특허권자 I B M N E C L ' O r e a l Bayer 
H y a l
P h a r m a c
e u t i c a l

B r i t i s h
T e c h n o l o
gy Group

삼성
전자

T a i w a n
S e m i c o n d u c
t o r

M a n u f a c t u r i
n g

P h i l i p s
E l e c t r o n i c
s

S G S -
T h o m s o n
M i c r o e l e c
t r o n i c s

<표13. 주요국가별최다등록공공기관의세부기술별동향> 

국적 미국 일본 프랑스 캐나다 영국 한국 대만 네덜란드

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

나노전자소자

나노정보저장

나노광소자

나노분말소재

고기능소재

전자응용소재

촉매·기공소재

환경·에너지소재

나노바이오·보건물질

의약·약물전달시스템

분석·진단·치료

나노측정·조작기술

나노물리·화학공정

나노패터닝공정

나노전산모사

합계

1 8

2

3 4

1 3

1 4

7

3

1

4

2

7

2 4

1 5

4

3

1 5 1

4

1

4

1 0

5

4

3

-

2

-

-

9

5

1

1

4 9

1 4

3

1 0

2

4

3

3

-

1

-

1

9

1

-

-

5 1

2

-

2

2

2

-

1

-

2

-

-

1

1

-

-

1 3

2

-

4

-

1

-

-

-

-

-

-

2

1

-

1

1 1

1 3

2

6

1

2

7

1

1

-

-

-

1

-

1

5

4 0

-

-

1

2

2

1

1

-

1

1

-

3

2

-

1

1 5

-

-

-

4

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

7

공공기관 N a v y

Agency of

I n d u s t r i a l

Science and

T e c h n o l o g y

C o m m i s s a r i a t

a l 'Energie

A t o m i q u e

N a t i o n a l

R e s e a r c h

Council of

C a n a d a

T h e
Secretary of
State for
Defence in
Her Britanni

E T R I
N a t i o n a l
S c i e n c e
C o u n c i l

N e d e r l a n d s e
O r g a n i s a t i e
v o o r
T o e g e p a s t
N a t u u r w e t e n
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3) Top10 기업의세부기술별피인용횟수

3 M사의 평균피인용횟수는 9 . 4이고, Motorola사의 평균

피인용횟수9 . 2로최다등록1위인I B M사( 7 . 5 )와비교하여특

허등록건수에서는격차를보이고있지만기술영향력측면에

서는우위를점하고있다. 특히3 M사는나노전자소자에그리

고 M o t o r o l a사는 나노정보저장기술에있어서 기술영향력이

높게 나타났으며, IBM사는 나노측정·조작기술에서 기술영

향력이높게나타났다. 또한 X e r o x사는나노정보저장기술에

있어서평균피인용횟수 1 3 . 5로 3 M사( 1 1 . 4 )와 함께 기술영

향력이큰기업으로나타났다. Kodak사의경우의약·약물전

달시스템기술의평균피인용횟수1 5로여타기업과의비교에

서 절대적 우위를 점하고 있다. 이는 특허건수는 작지만

U S 5 0 7 8 9 9 4 (발명의 명칭: Microgel drug delivery system),

U S 5 3 9 9 3 6 3 (발명의 명칭: Surface modified anticancer

nanoparticles) 등의의약·약물전달시스템기술관련우수특허

를 보유하고 있기 때문으로 분석되었다. Motorola사와

Advanced Micro Devices사는 나노물리·화학공정기술에 있

어서기술영향력이큰기업으로나타났다.

Ⅵ. 결론

지난몇 년 동안거대한잠재력을가진작은단어하나가

급속하게세계인의의식속에 자리를 잡았다. 나노는 C N N ,

M S N B C와 같은대중매체는물론이고, 거의모든기술, 과학,

의학학술지의머리기사를장식한다. 「사이언스」지는2 0 0 1년

의돌파구로나노를선정했고, 같은해에「포브스」지는“다음

에 올 큰아이디어”라는제목으로표지에나노를실었다. 나

노기술이무대중심으로나오면서가장중요한질문은특허

를둘러싼문제일것이다. 신기술에대한선점을통해서국가

적 차원에서의 중요한 위치를 차지함으로써기술적, 사회적

파급효과가큰 N T를 한국은연구투자를집중하여 I T분야와

함께제2의도약이이루어질수있도록할필요가있다.

한국의가장 활발한 특허활동을 보이고 있는 세부기술은

나노전자소자기술과나노광소자기술로나타났다. 현재 질적

평가에서는다소낮게나타나고있지만점진적으로증가세를

보이고있는것으로조사되었다. 하지만, 나노소재분야인나

노분말소재와나노구조용소재기술에대한특허활동이미흡

한반면, 미국, 일본유럽모두특허활동이활발하게진행되고

있는것으로분석되었고, 나노기반·공정분야인나노측정·조

작기술과 나노물리·화학공정기술 또한 특허활동이 미흡한

분야로조사되었다.

주요국가별최다특허권자의특허동향을살펴본결과 I T

관련업계의특허활동이두드러지고있으며나노전자소자기

술에대한연구활동이활발히진행되고있는것으로분석되

었다. 독일, 프랑스, 캐나다의경우나노분말소재와나노바이

오·보건물질, 의약·약물전달시스템 기술 분야의특허활동

이활발한것으로조사되었다. 반면, 주요국가별공공기관모

두연구개발이진행되고있는세부기술은고기능소재기술로

조사되었다. 현재N T분야에서가장기술영향력이높게나타

나는 특허권자는 I B M사, Xerox사, 3M사, NEC사, Motorola

사등으로분석되었다.

N T분야선도국가및 주요특허권자의특허동향을모니터

링하여앞으로의기술트렌드를분석하고, 나노기술에대한

국제특허획득을위한맞춤형전략을구축해나가야할 것이

다.

<참고자료>

- NT특허분석보고서(특허청, 한국특허정보원)

- 나노기술과특허(특허청나노기술연구회)

- 마크 래트너, 대니얼래트너(미래를위한 기술나노테크놀러지)

- 가와이도모지(나노테크활용기술의모든것)

- www.nano.go

<표14. Top10 기업의세부기술별평균피인용횟수> 

※분석기간은 ' 9 1 ~ 2 0 0 3년이고제1 특허권자국적기준임

나노전자소자

나노정보저장

나노광소자

나노분말소재

고기능소재

전자응용소재

촉매·기공소재

환경·에너지소재

나노바이오·보건물질

의약·약물전달시스템

분석·진단·치료

나노측정·조작기술

나노물리·화학공정

나노패터닝공정

나노전산모사

평균

7 . 7

9 . 2

7 . 6

5 . 6

6 . 6

5 . 8

3 . 3

7 . 0

1.0  

-

2 . 5

9 . 8

4 . 5

4.8  

3 . 6

7.5 

1 0 . 8

1 3 . 5

6 . 9

5 . 2

9 . 2

9 . 6

1 0 . 4

-

-  

-

0 . 0

9 . 4

2 . 6

3.8 

1 . 6

8.5  

2 0 . 0

1 1 . 4

1 1 . 3

4 . 7

11.7 

8 . 6

8 . 4

6 . 3

0.7  

0 . 0

7 . 5

8 . 0

7 . 1

7.3  

2 . 3

9.4  

5 . 4

4 . 8

3 . 2

6 . 5

3.6 

3 . 1

4 . 9

-

-

-  

-

2 . 2

2 . 4

3 . 5

5 . 3

4.7  

1 1 . 8

6 . 6

4 . 2

3 . 0

1 0 . 0

3 . 1

1 0 . 0

4.0  

-

-

1 . 0

8 . 0

1 5 . 8

11.2  

8 . 9

9.2 

5 . 3

1 0 . 1

3 . 1

6 . 7

5 . 9

2 . 5

0 . 0

18.0  

-

-

-

5 . 5

0 . 0

1 . 8

2 . 8

5.5  

6 . 6

7 . 3

4 . 9

1 . 0

3 . 3

5 . 0

-

6.3  

-

-

0 . 0

4 . 3

4.0  

3 . 8

1 8 . 2

6.8 

3 . 7

0 . 0

1 . 2

-

0 . 8

2 . 0

-

-  

-

-

-

1 . 7

5.0  

0 . 5

2 . 5

3.0  

3 . 0

3 . 4

5 . 8

3 . 5

2 . 3

4 . 6

3 . 0

-  

-

1 5 . 0

6 . 5

1 . 0

1.8 

-

-

4.5  

-

-

-

1 . 2

0 . 5

-

3 . 0

-  

2 . 6

2 . 5

0 . 0

-

1.0  

-

-

2 . 4

특허권자 I B M Xerox 3 M N E C
M o t o r
o l a

M i c r o n
T e c h n o l o
g y

T o s h i
b a

A d v a n c e

d Micro

D e v i c e s

E a s t m a n

K o d a k
L ' O r e a l
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